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@ Lichtempfmdiiches Aufzeichnungselement und Verfahren zur Herstellung einer Reliefdruckplatte 

@ Die Erfindung betrifft ein lichtempfindliches Aufzeich- 
nungselement aus 

(A) einem dimenslonsstabilen Trager, 

(B) einer photopolymerisferbaren relief bildenden Aufzeich- 
nungsschicht 

sowie gegebenenfalls einer zwischen (A) und (B) angeordne- 

ten Haft$chicht, einer auf der vom TrSger (A) abgewandten 

Seite der Aufzeichnungsschicht (B) angebrachten Deck- 

schicht (C) sowie gegebenenfalls einer darauf angebrachten 

Deckfolie (D), wobei die photopolymerisierbare relief bilden- 

de Aufzeichnungsschicht (E) enthalt 

bj mindestens ein polymeres Bindemittel, 

b^) mindestens ein photopolymerlsierbares olefinisch unge- 

sattigtes Monomer, das mtt b.) vertrSglich Ist, 

bg) mindestens einen Photopolymerisationsinitiator und 

b^) mindestens ein Arylalkylketon. 
' Dieses Aufzeichnungselement etgnet sich zur Herstellung 
f von Reliefdruckplatten. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein lichtempfindliches Aufzeichnungselement aus 

5 (A) einem dimensionsstabilen Trager, 

(B) einer photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungsschicht 

sowie gegebenenfalls einer zwischen (A) und (B) angeordneten Haftschicht, einer auf der vom Trager (A) 
abgewandten Seite der Aufzeichnungsschicht (B) angebrachten Deckschicht (C) sowie gegebenenfalls einer 
darauf angebrachten Deckfolie (D), wobei die photopolymerisierbare reliefbildende Aufzeichnungsschicht 
10 (B)enthait 

bi) mindestens ein polymeres Bindemittel, 

b:) mindestens ein photopolymerisierbares oiefinisch ungesSttigtes Monomer, das mit bi) vertrSgiich 
ist, 

bs) mindestens einen Photopolymerisationsinitiator und 
15 b4) mindestens eine weitere lichtempfindliche organische Verbindung, 

Die Erfindung betrifft auBerdem ein neues Verfahren zur Hersteilung einer Reliefdruckplatte mit klebfreier 
druckender Oberflache aus einem lichtempfindlichen Aufzeichnungselement, welches einen dimensionsstabilen 
Trager und eine photopolymerisierbare reliefbildende Aufzeichnungsschicht enthait, die neben mindestens 

20 einem polymeren Bindemittel, mindestens einem photopolymerisierbaren oiefinisch ungesattigten Monomeren 
und mindestens einem Photopolymerisationsinitiator noch mindestens eine weitere lichtempfindliche Verbin- 
dung enthait. Das neue Herstellverfahren umfaBt die Verfahrensschritte des bildmSSigen Belichtens der photo- 
polymerisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungsschicht mit aktinischem Licht, das Auswaschen (Entwickeln) 
der unbelichteten und daher nicht photopolymerisierten Bereiche der bildmaBig belichteten reliefbildenden 

25 Aufzeichnungsschicht mit einem EntwicklerlSsungsmlttel und das Nachbelichten (Nachbehandeln) der in dieser 
Weisc erhaltenen photopolymerisierten Reliefschicht mit Licht einer WeUeniange X < 300 mn. 

Lichtempfindliche Aufzeichnungselemente fUr die Hersteilung von Reliefdruckplatten, welche einen dimen- 
sionsstabilen Trager und eine photopolymerisierbare reliefbildende Aufzeichnungsschicht mit mindestens einem 
polymeren Bindemittel, mindestens einem photopolymerisierbaren oiefinisch ungesattigten Monomeren, das mit 

30 dem polymeren Bindemittel vertraglich ist, mindestens einem Photopolymerisationsinitiator und mit mindestens 
einer weiteren lichtempfindlichen Verbindung enthalten, sind beispielsweise aus der DE-A-27 22 421, der DE- 
A-27 20 560 Oder der DE-A-32 48 247 bekannt 

AuBerdem gehen Verfahren zur Hersteilung von Reliefdruckplatten mit klebfreier druckender Oberflache, 
welche die eingangs genannten Verfahrensschritte umfassen, aus der DE-A-28 21 500, der EP-0 017 927 und der 

35 DE-A-39 08 059 hervor, 

Bei dem in der DE-A-28 21 500 beschriebenen Herstellverfahren wird die durch bildmaBiges Belichten und 
Auswaschen (Entwickeln) der unbelichteten und daher nicht photopolymerisierten Bereiche der bildmaBig 
belichteten reliefbildenden Aufzeichnungsschicht erzeugte Reliefschicht vor dem Nachbelichten (Nachbehan- 
deln) mit Licht einer Welleniange X < 300 nm in ihrer Oberflache mit einer wasserstoffabstrahierenden Verbin- 

40 dung wie 9. 1 0- Anthrachinon impragniert 

Bei dem Herstellverfahren, welches in der EP-B-0 017 927 beschrieben ist, wird ein lichtempfindliches Auf- 
zeichnungsmaterial verwendet, das als wesentlichen Bestandteil em lOsungsmittelldsliches Polymeres mit Poly- 
mersegmenten aus einem konjugierten Dienmonomeren in der Hauptkette sowie mindestens ein photopolyme- 
risierbares oiefinisch ungesattigtes Monomeres und einen Photopolymerisationsinitiator enthait Wie aus Spalte 

45 7, Zeilen 45 bis 60, dieser Paten tschrift hervorgeht, kSnnen Benzophenon, Michlers Keton oder eine Reihe 
weiterer Verbindungen als Photopolymerisationsinitiatoren verwendet werden. AuBerdem wird hierin angege- 
ben, daB die hier genannten Photopoiymerisationsinitiatoren entweder ftir sich allein oder in {Combination 
angewandt werden k5nnea Welche Photopolymerisationsinitiatoren hierbei miteinander kombiniert werden 
sollen, wird indes nicht gesagt 

50 In der DE-A-39 08 059 wird ein Herstellverfahren beschrieben, in dem die lichtempfindliche Aufzeichnungs- 
schicht aus mindestens einem blockcopolymeren Bindemittel, mindestens einem photopolymerisierbaren oiefi- 
nisch ungesattigten Monomeren, mindestens einem Photopolymerisationsinitiator imd als weitere lichtempfind- 
liche Verbindung Benzophenon und/oder ein- oder mehrfach substituierte Benzophenone aufgebaut ist und 
durch bildmaBiges Belichten und Auswaschen (Entwickeln) der unbelichteten Bereiche eine Reliefschicht er- 

55 zeugt wird, die durch Nachbelichten (Nachbehandeln) mit Licht einer Welleniange X < 300 nm eine klebfreie 
Oberflache erhSlt 

Diese drei bekannten Verfahren weisen indes Nachteile auf, Entweder erfordern sie einen zusatzlichen 
Behandlungsschritt, z. B. das Impragnieren der Oberflache der photopolymerisierten Reliefschicht mit 9,10- An- 
thrachinon, Oder sie sind auf lichtempfindliche Aufzeichnungselemente mit photopolymerisierbaren reliefbilden- 

60 den Aufzeichnungsschichten spezieller Zusammensetzung beschrankt und fQhren bei anderen lichtempfindli- 
chen Aufzeichnungselementen nicht zu dem gewOnschten Verfahrenserfolg, namlich der Erzeugung einer kleb- 
freien druckenden Oberflache. Auch die Hersteilung einer Reliefschicht gemaB DE-A-39 08 059 besitzt einen 
groBen Nachteil, da Benzophenon und die genannten Derivate im aktinischen Bereich eine ahnlich hohe 
Absorption wie die verwendeten Photopolymerisationsinitiatoren aufweisen und dadurch die Belichtungszeiten 

65 stark erhOhen. Dies macht sich insbesondere dann bemerkbar, wenn man hohe ReliefhGhen von mehr als 1 mm, 
insbesondere von mehr als 3 mm erhalten will. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein neues Aufzeichnungselement sowie ein neues Verfahren zur 
Hersteilung einer Reliefdruckplatte, insbesondere einer flexographischen Reliefdruckplatte, deren photopoly- 
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merisierte Reliefschicht eine klebfreie druckende Oberfiache hat, zu finden, wobei das neue Verfahren die 
Verfahrensschritte 

(1) bildmSBiges Belichten eines lichtempfmdlichen Aufzeichnungselements, welches einen dimensionsstabi- 
len Trager und eine photopolymerisierbare reliefbildende Aufzeichnungsschicht enthait. mit aktinischem 
Licht, 

(2) Auswaschen (Entwickein) der unbelichteten und daher nicht photopolymerisierten Bereiche der bildmS- 
Big belichteten reliefbildenden Aufzeichnungsschicht mit einem Entwicklerlosungsmittel und 

(3) Nachbelichten (Nachbehandeln) der in dieser Weise erhaltenen photopolymerisierten Reliefschicht mit 
Licht einerWellenlangeX < 300 nm 

umfassen und die Nachteile des Standes der Technik nicht mehr aufweisen soil. 

Oberraschenderweise konnte diese Aufgabe dadurch gel6st werden, daB man mindestens eine weitere licht- 
empfindliche Verbindung aus der Klasse der Arylalkylketone zur photopolymerisierbaren reliefbildenden Auf- 
zeichnungsschicht des lichtempfindlichen Aufzeichnungselements hinzugibt, welches fQr das neue Verfahren 
verwendet wird Im Hinblick auf den unerwarteten experimentellen Befund, daB Arylalkylketone ftir sich allein 
in den photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungsschichten bei der Belichtung mit aktinischem 
Licht nicht als Photopolymerisationsinitiatoren wirken, war die Losung der erfindungsgemaBen Aufgabe um so 
mehr (iberraschend. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein lichtempfindliches Aufzeichnungselement aus 

(A) einem dimensionsstabilen Trager, 

(B) einer photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungsschicht 

sowie gegebenenfalls einer zwischen (A) und (B) angeordneten Haftschicht, einer auf der vom Trager (A) 
abgewandten Seite der Aufzeichnungsschicht (B) angebrachten Deckschicht (C) sowie gegebenenfalls einer 
darauf angebrachten Deckfolie (D), wobei die photopolymerisierbare reliefbildende Aufzeichnungsschicht 
(B)enthait 

bi) mindestens ein polymeres Bindemittel, 

b2) mindestens ein photopolymerisierbares olefinisch ungesattigtes Monomer, das mit bi) vertraglich 
ist, 

ba) mindestens einen Photopolymerisationsinitiator und 

b4) mindestens eine weitere lichtempfindliche organische Verbindung, 

das dadurch gekennzeichnet ist, daB als lichtempfmdliche organische Verbindung b4) ein oder mehrere Arylal- 
kylketone eingesetzt werden. 

Bevorzugt als Arylalkylketone b4) sind solche, die 1 bis 18 Kohlenstoffatome im Alkylrest enthalten. 

Gegenstand der Erfindung ist auBerdem ein Verfahren zur Herstellung einer Reliefdruckplatte mit klebfrei 
druckender Oberfiache, das dadurch gekennzeichnet ist, daB das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Aufzeich- 
nungselement 

(1) bildmaBig belichtet wird, 

(2) die unbelichteten Bereiche der reliefbildenden Aufzeichnungsschicht (B) mit einem Entwickler entfernt 
werden und 

(3) die so erhaltene photopolymerisierte Reliefschicht mit Licht einer Wellenlange A. < 300 nm 
nachbehandelt wird. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von Arylalkylketonen und/oder ihrer Gemische 
bei der Nachbehandlung der Oberfiache photopolymerer Reliefschichten mit Licht einer Wellenlange X < 
300 nm. 

Die nach dem erfindungsgemaBen Verfahren hergestellten Reliefdruckplatten weisen klebfreie druckende 
Oberflachen auf. 

Zum erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Aufzeichnungselement fQr die Herstellung von Reliefdruckplat- 
ten mit klebfreier druckender Oberfiache ist im einzelnen folgendes auszufUhren. 

Als dimensionsstabile Trager kommen die fQr die Druckplattenherstellung tiblichen in Frage. 

Beispiele geeigneter dimensionsstabiler Trager sind Flatten, Folien und konische und zylindrische R5hren 
(sleeves) aus Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer oder Nickel oder aus Kunststoffen wie Polyethylenterepht- 
halat, Polybutylenterephthalat, Polyamid und Polycarbonat, Gewebe und Vliese wie Glasfasergewebe sowie 
Verbundmaterialien aus Glasfasern und Kunststoffen. 

Auf den dimensionsstabilen Trager (A) ist, gegebenenfalls Uber eine dlinne Haftschicht, die photopolymerisier- 
bare reliefbildende Aufzeichnungsschicht (B) angebracht, die 
b\) mindestens ein polymeres Bindemittel, 

b2) mindestens ein photopolymerisierbares, olefinisch ungesattigtes, mit bi) vertragliches Monomer, 
ba) mindestens einen Phqtoinitiator und 

b4) mindestens eine weitere lichtempfindliche organische Verbindung enthalt 

Als polymere Bindemittel bi) kommen im Prinzip alle in Betracht, wie sie ablicherweise in photopolymerisier- 
baren reliefbildenden Aufzeichnungsschichten verwendet werden. 

Besonders gut geeignete polymere Bindemittel bi) sind Elastomere. 

Beispiele besonders gut geeigneter elastomerer polymerer Bindemittel bi) sind die bekannten Polyalkadiene, 
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Vinylaromat/Alkadien-Copolymerisate und -BIockpolymerisate» Alkadien/Acrylnitril-Copolymerisate. Ethylen/ 
Propylen-Copolymerisate, Ethylen/Propylen/Alkadien-Copolymerisate, Ethylen/Acrylsaure-Copolymerisate, 
Alkadien/Acrylsaure-Copolymerisate, Alkadien/Acrylat/Acrylsaure-Copolymerisate und EthyIen/(Meth)Acryl- 
saure/(Meth)AcryIat-Copolymerisate, 
5 Ganz besonders gut geeignet sind Elastomere, welche konjugierte Alkadiene wie Butadien oder Isopren 
einpolymerisiert enthalten. 

Das polymere Bindemittel bi) ist in der photopolymerisierbaren Aufzeichnungsschicht (B) in einer Menge von 
50 bis 95» vorzugsweise 50 bis 90 Gew.-<yb, bezogen auf die Gesamtmenge der in (B) enthaltenen Komponenten 
enthalten. 

10 Des weiteren enthSlt die erfindungsgemSB zu verwendende photopolymerisierbare reliefbildende Aufzeich- 
nungsschicht (B) Obliche und bekannte photopolymerisierbare olefinisch unges&ttigte Monomere b2). welche mit 
den polymeren Bindemitteln bi) vertraglich sind. in einer Menge von 1 bis 60, vorteilhafterweise von 2 bis 50, und 
insbesondere von 3 bis 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge von (B). Die Bezeichnung "vertraglich" zeigt 
an, daB die betreffenden Monomere b2) mit dem polymeren Bindemittel bt) so gut abmischbar sind, daB in der 

15 betreffenden photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungsschicht (B) keine TrObungen oder Schlieren 
hervorgerufen werden. Beispiele geeigneter Monomerer b?) sind die Ublichen und bekannten Acrylate und die 
Methacrylate von ein- und mehrwertigen Alkoholen, Acryl- und Methacrylamide, Vinylether und Vinylester, 
Allylether und Allylester sowie Fumar- oder Maleinsaurediester, insbesondere die Ester der Acryl- und/oder 
Methacrylsaure mit ein- und vorzugsweise mehrwertigen Alkoholen, wie z. B. Ester der Acryl- oder Methacryl- 

20 saure mit Athandiol, Propandiol, Butandiol, Hexandiol, Oxaalkandiolen, wie z. B. Diethylenglykol, oder Ester der 
Acryl- oder Methacrylsaure mit drei- und mehrwertigen Alkoholen, wie z. B. Glycerin, Trimethylolpropan, 
Pentaerythrit oder Sorbit Beispiele fQr besonders geeignete mono- und polyfunktionelle Acrylate oder Metha- 
crylate sind Butylacrylat, Butylmethacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Lauryl(meth)acrylat, Hexandioldiacrylat, Hex- 
andioldimethacrylat, EthyIenglykol-di(meth)acrylat, Butandiol- l,4-di(meth)acrylat, Neopentyiglykol- 

25 di(meth)acrylat, 3-MethylpentandioI-di(meth)acrylat, 2-Hydroxypropyl(meth)acrylat, 2-Hydroxyet- 
hyl(meth)acrylat, 1,1,1 -Trimethylolpropantri{meth)acrylat, Di-, Tri- und TetraethyiengIykoIdi(meth)acrylat, Tri- 
propylenglykoldi(meth)acrylat oder Pentaerythrit-tetra(meth)acrylat, des weiteren Poly(ethylen- 
oxid)di(meth)acrylat, o)-Methylpoly(ethylenoxid)-a-yl-(meth)acrylat, N,N-Diethylaminoethylacrylat, ein Umset- 
zungsprodukt aus 1 mol Glycerin, 1 mol Epichlorhydrin und 3 Mol Acrylsaure sowie Glycidylmethacrylat und 

30 Bisphenol-A-diglycidetheracrylat 

Es eignen sich auch Gemische photopolymerisierbarer ethylenisch ungesattigter organischer Verbindungen, 
sowie z* B. Gemische monofunktioneller (Meth)acrylate, wie z. B, Hydroxyethylmethacrylat mit polyfunktionel- 
len (Meth)acrylaten der oben angefUhrten Art 
AuBer den (Meth)acrylsaureestern eignen sich als Komponente b2) auch Derivate von (Meth)acrylsaureaml- 

35 den, wie z, B. N-MethyloI-(meth)acryIamidether von Polyolen (z. B. Glykol), insbesondere wenn Polyamide oder 
Polyvinylalkohol als Komponente bi) eingesetzt werden. 

Als Photopolymerisationsinitiatoren ba) kommen die fOr lichtempfindiiche Aufzeichnungsmaterialien allge- 
mein ttblichen in Frage, beispielsweise racUkalliefernde Photoinitiatoren, wie z. B. Benzoin oder Benzoinderivate, 
wie Benzoinether geradkettiger oder verzweigter Monoalkohole mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, z. B, Benzoin- 

40 methyl-, -ethyl-, -isopropyl-, -n-butyl-, -isobutylether, symmetrisch oder unsymmetrisch substituierte Benzilace- 
tale, wie Benzildimethylacetal, Benzil-1 -methyl- 1-ethylacetal, Diarylphosphinoxide, wie z. B, 2,4,6-Trimethylben- 
zoyldiphenylphosphinoxid oder 2,6-DimethoxybenzoyldiphenyIphosphinoxid oder Acyldiarylphosphinoxide ge- 
maB DE-OS 29 09 992, oder Hydroxypropanone wie l-Phenyl-2-methyl-2-hydroxyl-propanon und 1-Hydroxycy- 
clohexylphenylketon. Sie kdnnen allein oder im Gemisch miteinander oder in Verbindung mit Coinitiatoren 

45 verwendet werden, z. B. Benzoinmethylether mit Triphenylphosphin, Diacylphosphinoxide mit tertiaren Aminen 
Oder Acyldiarylphosphinoxide mit Benzildimethylacetal. 

Komponente ba) ist in der erfmdungsgemaBen Aufzeichnungsschicht (B) in Mengen von 0,01 bis 10, vorzugs- 
weise 0,5 bis 5, insbesondere 1 bis 2 Gew.-^o, bezogen auf die Gesamtmenge der Komponenten bi) bis b4), 
enthalten. 

50 Als Komponente b4) enthait die photopolymerisierbare reliefbildende Aufzeichnungsschicht (B) ein oder 
mehrere Arylalkylketone, und zwar in Mengen von 0,05 bis 10, vorzugsweise 0,1 bis 5, insbesondere 0^ bis 
1,5 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der in (B) enthaltenen Komponentea 
Beispiele geeigneter Arylalkylketone Im) sind solche der allgemeinen Formeln (I) und (II) 
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Alkyl mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen^ 
AlkdiyI mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen, 
Gycloalkyl mit 3 bis 12 Kohlenstoffatomen, 
Q^cloalkdiyl mit 3 bis 12 Kohlenstoffatomen oder 
Benzyl stehen kSnnen, 
nfOr 

2, 3, 4, 5 Oder 6 stehen kann, 

bis untereinander gleich oder verschieden sind und fCr 

H, 

Halogen, z. B.Chlor, 

Hydroxy, 

Thiolo, 

Cyano, 

Alkyl mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen, 
Aryl, 2. B. Phenyl, 

Alkoxy mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen, Aryloxy, z. B. Phenoxy, 
Alkylthio mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen, Arylthio,z. B. Phenylthio, 

Alkylcarbonyloxy mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen, Arylcarbonyloxy, z, B. Phenylcarbonyloxy, 
Alkylcarbonylthio mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen, Arylcarbonylthio, z. B. Phenylcarbonylthio, 
Alkyloxycarbonyloxy mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen, Aryloxycarbonyloxy, z. B. Phenyloxycarbonyloxy, 
Alkyloxycarbonylthio mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen oder 
Aryloxycarbonylthio, z. B. Phenyloxycarbonylthio, stehen. 

Die Arylalkylketone b4) sind an sich bekannte Verbindungen, deren Herstellung im allgemeinen fiber Friedel- 
Crafts-Acylierung der entsprechenden Aromaten verlSuft 

DarOber hinaus kann die erfindungsgemaB zu verwendende photopolymerisierbare reliefbildende Aufzeich- 
nungsschicht (B) weitere Zusatzstoffe wie etwa Inhibitoren der thermisch initiierten Polymerisation, Farbstoffe, 
Pigmente, photochrome Stoffe, Lichthofschutzmittel, Weichmacher, Antioxidantien, Mittel zur Verbesserung 
der Rellefstruktur, Vernetzungshilfsmittel, Ftillstoffe und/ oder VerstarkerfOllstoffe in wirksamen Mengen ent- 
halten. 

Die Herstellung der erfindungsgemaB zu verwendenden photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeich- 
nungsschicht (B) aus ihren Bestandteilen erfolgt im allgemeinen durch Mischen der Bestandteile mit Hilfe 
bekannter Mischmethoden und durch Verarbeiten der Mischung zur Aufzeichnungsschicht (B) mit Hilfe bekann- 
ter Techniken, wie GieBen aus L6sung, Kalandrieren oder Extrudieren, wobei diese MaBnahmen auch in 
geeigneter Weise miteinander kombiniert werden kOnnen. 

Die Starke der erfindungsgemaB zu verwendenden photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungs- 
schicht (B) betrSgt zweckmaBigerweise 200 ^im bis 1 cm und insbesondere 300 \m\ bis 6 mm. 

Das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Aufzeichnungselement kann auBerdem noch weitere Schichten 
enthalten. So kann der dimensionsstabile Trager (A) mit einer weichelastischen Unterschicht gemaB der DE- 
A-24 44 118 unterlegt sein. Des weiteren kann sich auf der dem dimensionsstabilen Trager (A) abgewandten 
Seite der photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungsschicht (B) eine iibliche und bekannte Deck- 
schicht (C) und/oder eine Qbliche und bekannte Deckfolie (D) befinden. Werden die Deckschicht (C) und/oder 
eine Qbliche und bekannte Deckfolie (D) gemeinsam verwendet, dann liegt die Deckschicht (C) der photopoly- 
merisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungsschicht (B) direkt auf, und es kann sich auBerdem zwischen der 
Deckschicht (C) und der Deckfolie (D) noch eine Antihaftschicht befinden. Ferner kann eine haftfeste Verbin- 
dung zwischen dem dimensionsstabilen Trager (A) und der photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeich- 
nungsschicht (B) mit Hilfe einer Haftlackschicht hergesteUt werden. 

Im allgemeinen liegt die Starke der Haftlackschichten bei 0,5 bis 4 \im, die Starke der Deckschichten (C) bei 0,5 
bis 20 nm, die Starke der Deckfolien (D) bei 20 bis 250 \im und die Starke der Antihaftschicht bei 0,1 bis 0,5 \im. 

Die Herstellung des erfindungsgemaBen Aufzeichnungselements weist keine methodischen Besonderheiten 
auf, sondern erfolgt durch Auftragen der erfindungsgemaB zu verwendenden photopolymerisierbaren reliefbil- 
denden Aufzeichnungsschicht (B) auf den dimensionsstabilen Trager (A) mittels GieBen aus L5sung, HeiBpres- 
sen, Kalandrieren oder Extrudieren. Auf dieses Zweischichtenelement k6nnen dann die anderen Schichten in 
bekannter Weise aufgebracht werdea Es ist aber auch mdglich, die erfindungsgemaB zu verwendende photopo- 
lymerisierbare, reliefbildende Aufzeichnungsschicht (B) zunachst auf die mit einer Deckschicht (C) bedeckten 
Seite einer Deckfolie (D) aufzutragen und im AnschluB daran die unbedeckte Seite der photopolymerisierbaren 
reliefbildenden Aufzeichnungsschicht (B) mit dem dimensionsstabilen Trager (A) haftfest zu verbinden. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird das erfindungsgemaBe Aufzeichnungselement im Verfahrens- 
schritt (1) mit aktinischem Licht bildmaBig belichtet Beispiele geeigneter Lichtquellen ffir aktinisches Licht sind 
die Ublichen und bekannten Quecksilberhoch-, -mittel- oder -niederdruckstrahler, UV-Fluoreszenzr6hren oder 
mit Metallhalogeniden dotierten Lampen. 

Im AnschluB daran werden die unbelichteten und daher nicht photopolymerisierten Bereiche der bildmaBig 
belichteten reliefbildenden Aufzeichnungsschicht (C) mit einem geeigneten Entwicklerldsungsmittel ausgewa- 
schen bzw. entwickelt Beispiele geeigneter Entwicklungsl6sungsmittel sind die Qblichen und bekannten unpola- 
ren, aprotisch polaren und protisch polaren L6sungsmittel sowie deren Gemische, wie sie Qblicherweise fflr 
diesen Zweck verwendet werdea Im allgemeinen wird der Verfahrensschritt (2) in den Ublichen und bekannten 
SprOh-, Reibe- und BUrstenwaschern durchgeftihrt 

Im AnschluB an den Verfahrensschritt (2) wird die hierbei resultierende photopolymerisierte Reliefschicht mit 
Licht einer Wellenlange X < 300 nm, insbesondere 200 bis 300 nm, nachbelichtet bzw. nachbehandelt 
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Beispiele geeigneter Lichtquellen fQr Licht dieser Welleniange sind die ablichen und bekannten Entkeimungs- 
bzw, Sterilisationslampen. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren kann weitere Verfahrensschritte umfassen. Beispiele geeigneter weiterer 
Verfahrensschritte sind 

5 

— das vollfiachige Vorbelichten des erfindungsgemaBen AufzeichnungstrSgers mit aktinisciiem Licht von 
seiner Vorder- und/oder Rflckseite her, 

— das Abziehen der gegebenenfalls in dem erfindungsgemaBen Aufzeichnungselement vorhandenen Deck- 
folie(D), 

to — das separate Auswaschen der gegebenenfalls in dem bildmaBig belichteten Aufzeichnungselement 
vorhandenen Deckschicht (C), 

— das Trocknen und/oder das Ruhenlassen der photopolymerisierten Reliefschicht vor der DurchfQhrung 
des Verfahrensschrittes (3) und 

— das vollfiachige Nachbelichten der photopolymerisierten Reliefschicht mit Licht einer Welleniange X > 
15 300 nm vor und/oder nach dem Verfahrensschritt (3). 

Das erfindungsgemaBe Verfahren weistzahlreiche besondere Vorteile auf. 

So kann das erfindungsgemaBe Verfahren nicht nur zur Herstellung von Reliefdruckplatten mit klebfreier 
druckender Oberflfiche verwendet werden, sondern auch fUr die Herstellung von klebfreien dekorativen Relief- 

20 formen, Indes sind die besonderen Vorteile des erfindungsgemaBen Verfahrens fiir die Herstellung von flexogra- 
phischen Reliefdruckplatten von ganz herausragender Bedeutung, well sich bei diesem Verwendungszweck die 
Oberfiachenklebrigkeit ganz besonders stdrend bemerkbar macht Hier liefert das erfindungsgemaBe Verfahren 
flexographische Reliefdruckplatten, deren elastomere photopolymerisierte Reliefschicht eine klebfreie drucken- 
de Oberfiache hat Bedingt durch die stoffliche Zusammensetzung des erfindungsgemaBen Aufzeichnungsmate- 

25 rials bzw. seiner photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungsschicht (B) sind die Zeiten fQr das 
bildmaBige Belichten der photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungsschicht (B) und die Nachbelich- 
tung mit Licht einer Welleniange \ < 300 nm bei dem erfindungsgemaBen Verfahren geringer als bei den 
Verfahren des Standes der Technik, was fQr die betriebliche Praxis ein bedeutungsvoller Fortschritt ist Des 
weiteren zeigen die erhaltenen Reliefschichten eine wesentlich bessere Versockelung von feinen Reliefteilen, 

30 wie i-Punkten und Linien, was gerade bei groBen Relieftiefen von mehr als I mm, insbesondere 3 und mehr mm, 
auBerst wichtig ist AuBerdem neigen die in erfindungsgemaBer Verfahrensweise hergestellten flexographischen 
Reliefdruckplatten bzw. deren photopolymerisierten Reliefschichten nicht zur VersprOdung und zur RiBbildung 
bei der Nachbehandlung oder bei langerer Lagerung und/oder Dauergebrauch. Daher sind die in erfindungsge- 
maBer Verfahrensweise hergestellten flexographischen Reliefdruckplatten erheblidi 6fter und langer im Flexod- 

35 ruck verwendbar a!s die nach den Verfahren des Standes der Technik hergestellten und liefern demnach auch 
eine sehr viel hdhere Aufiage an ausgezeichneten Drucken. Hinzu kommt noch, daB die in erfindungsgemaBer 
Verfahrensweise hergestellten flexographischen Reliefdruckplatten eine vorzQgliche Farbannahme aufweisen, 
dabei aber gegenQber den Druckfarbenldsungsmittein ausgesprochen stabil sind und von diesen nicht in einem 
stOrenden AusmaB angequollen werden. 

40 FQr die nachfolgend beschriebenen Beispiele 1 bis 20 und die Vergleichsbeispiele VI bis V4 wurden photopo- 
lymerisierbare reliefbildende Aufzeichnungsschichten (B) der in der Tabelle angegebenen Zusammensetzung 
verwendet Hierbei wurden in alien Fallen 

— als polymeres Bindemittel bi) eIn Obliches und bekanntes thermoplastisches elastomeres Styrol/Isopren/ 
45 Styrol-Dreiblock-polymerisat (z. B. Cariflex® TR 1 107 der Fa. SHELL), 

— als photo polymerisierbares olefinisch ungesUttigtes Monomeres b2) 5 Gew.-yo Hexan-l,6-diol-diacrylat, 

— als Photopolymerisationsinitiatorba) 1,2 Gew,-% Benzildimethylketal, 

— als Hilfsstoffe 1,2 Gew.-% 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, 0,002 Gew.-% des Farbstoffs Solvent Black 3 und 
13 Gew.-% eines Oblichen und bekannten Paraffln<5ls als Weichmacher 

50 

verwendet Die Gew.-% sind auf die Gesamtmenge der in der photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeich- 
nungsschicht (B) vorhandenen Komponenten bi) bis b4) bezogen. 

Bei den Beispielen und Vergleichsversuchen wurde fQr die bildmaBige Belichtung mit aktinischem Licht 
(Verfahrensschritt (1)) ein Obliches und bekanntes Standardnegativ und ein Qblicher und bekannter ROhrenflach- 
55 bclichter verwendet 

Die Entwicklung der bildmaBig belichteten reliefbildenden Aufzeichnungsschichten (B) (Verfahrensschritt (2)) 
wurde in einem Qblichen und bekannten BQrstenrundwascher durchgefUhrt Hierbei wurde als EntwicklungslS- 
sungsmittel ein Gemisch aus 80 VoL-% einer hochsiedenden hydrierten Erd61fraktion (Exxsol® D60 von ESSO) 
und 20 Vol.-% n-Pentanol verwendet 

60 FQr die Nachbelichtung (Nachbehandlung) mit Licht einer Welleniange X < 300 nm (Verfahrensschritt (3)) 
wurde eine Lampennachbehandlungsanlage von Anderson und Vreeland, Gr6Be 300 x 400 mm, ROhrentyp: 
Philips TUV 40 W verwendet 

Die Klebrigkeit der druckenden Oberfiache der photopolymerisierten Reliefschichten der flexographischen 
Reliefdruckplatten wurde mit Hilfe der Pendelmethode nach Erichsen ermittelt Hierzu wurden aus den photo- 

65 polymerisierten Reliefschichten Volltonfiachen herausgeschnitten imd an diesen Proben die Pendelklebrigkeits- 
werte (~ PKW) bestimmt Hierbei wird bekanntermaBen ein mit einem Pendel verbundener Zylinder auf die 
betreffende Oberfiache aufgelegt und nach einer bestimmten Auslenkung des Pendels die Zahl der Schwingun- 
gen bis zum Stillstand des Pendels gemessen. Je klebriger die betreffende Oberfiache ist, urn so starker wird die 
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Schwingung des Pendels gedampft und urn so geringere Pendelklebrigkeitswerte werden erhalten. 

Beispiele 1 bis 20 und Vergleichsversuche Vt bis V4 

Die Herstellung flexographischer Reliefdruckplatten in erfindungsgemaBer (Beispiele 1 bis 20) und in nicht 5 
erfindungsgemaBer (Vergleichsversuche VI bis V4) Verfahrensweise: 

Die fUr die DurchfUhrung der Beispiele t bis 20 und der Vergleichsbeispiele VI bis V4 verwendeten lichtemp- 
findlichen Aufzeichnungselemente hatten eine Gesamtstarke von jeweils 4700 ^im und bestanden jeweils aus 
einer 4560 |am starken photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungsschicht (B) und einer 125 |im 
starken, mit einem Polyurethanhaftlack beschichteten Polyethylenterephthalatfolie als dimensionsstabilem Tra- 10 
ger (A). Die Vorbelichtungszeit wurde in alien Fallen so gewahlt, daB sich eine Reliefhtthe von 3 mm ergab. Bei 
der bildmaBigen Belichtung wurde die Zeit als Belichtungszeit gewahlt, bei der der i-Punkt mit einem Durchmes- 
ser von 750 |xm gut versockelt war, d. h, daB die Flanken auf keinen Fall unterschnitten sein durften, sondern im 
Gegenteil flach ausliefen. 

Die Tabelle gibt die stoffliche Zusammensetzung bezflglich des polymeren Bindemittels bi) und der weiteren 15 
lichtempfindlichen Verbindung b4) an sowie die Verfahrensbedingungen, welche bei der weiteren Verarbeitung 
der lichtempfindlichen Aufzeichnungselemente angewandt wurden, wieder. In der letzten Spalte sind die mit 
Hilfe der Pendelmethode erhaltenen Pendelklebrigkeitswerte angegeben. 
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Patentanspruche 

1. Lichtempfindliches Aufzeichnungselement aus 

(A) einem dimensionsstabilen TrSger, 

(B) einer photopolymerisierbaren reliefbildenden Aufzeichnungsschicht 

sowie gegebenenfalls einer zwischen (A) und (B) angeordneten Haftschicht, einer auf der vom TrSger 
(A) abgewandten Seite der Aufzeichnungsschicht (B) angebrachten Deckschicht (C) sowie gegebenen- 
falls einer darauf angebrachten Deckfolie (D), wobei die photopolymerisierbare reliefbildende Auf- 
zeichnungsschicht (B) enthalt 

bi) mindestens ein polymeres Bindemittel, 
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b2) mindestens ein photopolymerisierbares olefinisch ungesattigtes Monomer, das mit bi) vertrftg- 
lich ist. 

ba) mindestens einen Photopolymerisationsinitiator und 

b4) mindestens eine weitere lichtempfindliche organische Verbindung, 
dadurch gekennzeichnet, daQ als lichtempfmdliche organische Verbindung b4) ein oder mehrere Arylalkyl- 
ketone eingesetzt werden. 

Z Lichtempfindliches Aufzeichnungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Arylalkyl- 
keton (b4) eines mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen im Alkylrest eingesetzt wird. 

3. Verfahren zur Herstellung einer Reliefdnickplatte mit klebfrei druckender Oberfiache, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein lichtempfindliches Aufzeichnungselement gemaB Anspruch 1 

(1) bildmaBig belichtet wird. 

(2) die unbelichteten Bereiche der reliefbildenden Aufzeichnungsschicht (B) mit einem Entwickler 
entfernt werden und 

(3) die so erhaltene photopolymerisierte Reliefschicht mit Licht einer Wellenlange X < 300 nm nachbe- 
handelt wird. 

4. Verwendung von Aryialkylketonen fQr die Nachbehandlung der Oberfiache photopolymerisierter Relief- 
schichten mit Licht einer Wellenlange X < 300 nm. 
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